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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Mischung zum Behandetn von Substraten, welche Siliciumverbindungen ent- 
halten, insbesondere von Glas oder Keramik. 

Es ist bekannt, daB die Oberflache von Substraten, welche Siliciumverbindungen, vorzugsweise Siliciumdioxid 
oder Silikate, enthalten, mit Mischungen behandelt werden, die ihrerseits als Hauptbestandteil siliciumorganische Ver- 
bindungen aufweisen. Diese bekannt en Behandlungsmethoden haben beispielsweise den Zweck, die von alkalischen 
Reinigungsmitteln oder von der Atmosphare verursachte Korrosion bei aus Glas bestehenden Gegenstanden zu ver- 
mindern, den Abrieb von auf Glasflaschen aufgeklebten Etiketten zu verringern oder die Verschmutzung von Glas- 
und Keramikflachen zuruckzudrangen. 

Aus der EP-PS 0 395 077 ist ein Mittel fur die Behandlung von Glasbehaltern bekannt, das aus 1 00 Gewichtsteilen 
eines Polyorganosiloxans und aus 100 bis 1000 Gewichtsteilen eines fluchtigen Polydimethylsiloxans besteht. Das 
Polyorganosiloxan enthalt neben Methylgruppen substituierte oder unsubstituierte einwertige Kohlenwasserstoffgrup- 
pen oder ein Wasserstoffatom sowie eine Hydroxy Igruppe oder eine hydrolisierbare Gruppe. Das Polydimethylsiloxan 
ist ketten- oder ringformig aufgebaut. Das bekannte Mittel kann auBerdem einen Hartungskatalysator enthalten. Als 
Hartungskatalysator werden Amine, Metallsalze von Caboxylsauren, Organozinnverbindungen, Tltansaureester und 
quarternare Ammoniumsalze verwendet Die Polyorganosiloxane werden durchteilweise Hydrolyse und Kondensation 
von Alkoxysilanen gewonnen, wobei Hydrolyse und Kondensation in Gegenwart von Wasser und Sauren ablaufen. 
Mit dem bekannt en Mittel sollen Glasbehalter bzw. die auf den Glasbehaltern befindlichen Etiketten vor dem korrosiven 
Angriff von Reinigungsmitteln geschutzt werden. 

Aus der GB-A 1 344 661 ist ein Gemisch zur Behandlung von Glas- und Keramikflachen bekannt, das aus einem 
Alkylpolysiloxan, einer Saure und Ethylalkohol oder Isopropylalkohol besteht. Nach dem Aufbringen des Gemisches 
und dem Verdampfen des Losungsmittels bleibt auf der Glas- und Keramikflache ein flussiger, olartiger ROckstand 
zuruck, der allerdings nur kurzlebig ist. Dieser olartige ROckstand soil die Glas- und Keramikflache vor Korrosion und 
Verschmutzung schutzen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Mischung zu schaffen, mit der Substrate, welche Siliciumverbin- 
dungen enthalten, insbesondere Glas oder Keramik, vor Verschmutzung und Korrosion dauerhaft geschutzt werden 
konnen. Die Mischung muB also auf den Substraten eine dunne sowie dichte Schicht bilden, die ein gutes Haftvermogen 
auf den Substraten hat und auBerdem eine gute mechanische Abriebfestigkeit besitzt. Daruber hinaus muB die aus 
der Mischung gebildete Schicht der Glas- und Keramikflache hydrophobe Eigenschaften verleihen. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird durch die Schaffung einer Mischung gelost, die aus folgenden 
Komponenten besteht: 

a) Aus der Komponente A, die von mindestens einem Polysiloxan gebildet wird, das Si-H-Bindungen enthatt und 
die allgemeine Formel: 



F I = R - 



R 

Si -0- 
R 



- siR, 



oder 



F II = J - 



R 

Si -O- 
R 



hat, wobei R ein Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen und/oder ein nicht substituierter oder substituierter Phenylrest 
ist, wobei die Reste R teilweise durch V\fesserstoff ersetzt sind und wobei n in der Formel F I eine Zahl von 2 bis 
50 sowie in der Formel F II eine Zahl von 4 bis 50 ist, 

b) aus der Komponente B, die von mindestens einem bi-, tri- oder tetrafunktionellen Silan gebildet wird, das die 
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allgemeine Formel 
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25 



30 



R' z SiRV z 



hat, wobei R' ein nicht substituierter oder substituierter Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen, ein Cyc balky I rest mit 5 
bis 6 C-Atomen, ein nicht substituierter oder substituierter Phenylrest und/oder ein Vmylrest ist, wobei R' ein Alk- 
oxy- oder ein CH 3 COO-Rest ist sowie als funktioneller Rest wirkt, wobei der Alkylteil des Alkyoxyrestes 1 bis 12 
C-Atome hat und wobei z eine Zahl von 0 bis 2 ist und 

c) aus der Komponente C, die von mindestens einer starken, wasserfreien organischen oder anorganischen Saure 
gebildet wird. 

Die Mischung wird bevorzugt aus den-flussigen Komponenten A, B und C bei Temperaturen bis 80°C unter Ruhren 
is hergestellt. Die Mischung sollte bevorzugt bei tieten Temperaturen gelagert werden, denn hierdurch wird ihre Lang- 
zeitstabilitat erhoht. Die Mischung kann besonders vorteilhaft nach Verdunnung mit einem Losungsmittel auf das Sub- 
strat aufgebracht werden; sie kann aber auch losungsmittelfrei, z.B. durch Verspruhen/Aufspritzen unter Druck auf das 
Substrat aufgebracht werden 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daB die Mischung als brfunkt ion c lies Silan ein Dialkyldi- 
20 alkoxysilan, ein Dicycloalkyldialkoxysilan, ein Diphenyldialkoxysilan, ein Dialkyldiacetoxysilan, ein Dicycloalkyldiace- 
toxysilan, ein Diphenyldiacetoxysilan, ein Vinylmethyldialkoxysilan oder ein Vlnylmethyldiacetoxysilan enthalt. 

Nach der Erfindung hat es sich als besonders vorteilhaft erweisen, wenn bei der Mischung ein Teil des bifunktio- 
nellen Silans durch ein Disiloxan ersetzt ist, das die allgemeine Formel 



R ixx R 
F IV « R xv - Si - O - Si - R xv 

R xxx R xxx 



hat, wobei R m ein Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen ist, wobei R IV ein Alkoxyrest ist und wobei der Alkylteil des Alkoxy- 
restes 1 bis 12 C-Atome hat. 

35 in weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daB die Mischung als trifunktionelles Silan ein Monoal- 

kyltrialkoxysilan, ein Monocycloalkyltrialkoxysilan, ein Monophenyltrialkoxysilan, ein Monoalkyltriacetoxysilan, ein Mo- 
nocycloalkyltriacetoxysilan, ein Monophenyltriacetoxysilan, ein Vmyttrialkoxysilan, ein Vinyltriacetoxysilan oder ein 
Fluoralkyltrialkoxysilan enthalt. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daB die Mischung als tetrafunktionelles Silan einen Kie- 

40 selsaureester der allgemeinen Formel 

FV=Si(OR V ) 4 

45 enthalt, wobei R v ein Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen ist. 

Die bif unktionellen Silane wirken als Kettenverlangerer bzw. sie verknupfen Ketten, wahrend die trifunktionellen 
und tetrafunktionellen Silane eine raumliche Vernetzung der Ketten herbeifuhren. Letztlich sind die Silane dafur ver- 
antwortlich, da3 aus der erfindungsgema&en Mischung nach dem Aufbringen auf das Substrat ein ausgehartetes Harz 
resultiert. Die bei der Harzbildung ablaufenden Reakttonen werden spater erlautert. 
so Nach der Erfindung ist es besonders vorteilhaft, wenn die Mischung a!s Polysiloxan ein lineares Polysiloxan mit 

einer Molmasse von 350 bis 15 000 enthalt. Ein derartiges Siloxan verleiht den aus der erfindungsgemaBen Mischung 
gebildeten Schichten eine gute Elastizitat und eine hohe Abriebfestigkeit. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daB die Mischung als Saure Ch lorsu If onsau re, Benzols u I- 
fonsaure, p-Toiuolsulfonsaure oder Trichloressigsaure enthalt, wobei es vorteilhaft ist, wenn die Mischung 5 bis 7 
ss Gew% Ch lorsu If onsau re oder 10 bis 12 Gew% Trichloressigsaure enthalt. Mit den Sauren kann eine sehr gleichmaBige 
Ausbildung des Harzes erreicht werden. 

Fur den Fall, daB die erfindungsgemaBe Mischung ein Silan mit einem oder mehreren Vinyl resten enthalt, ist es 
besonders vorteilhaft, wenn der Mischung FeCI 3 , ZnCI 2 , PtCI 6 oder SnCI 4 in einer Menge von 0,0005 bis 0,01 Gew% 



3 
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zugesetzt werden. Diese wasserfreien Substanzen wirken als Polymerisations katalysator und begunstigen die Aus- 
bildung einer Harzstruktur. 

In einigen Fallen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die erfindungsgemaBe Mischung 2 bis 4 Gew% eines 
niederen Alkohols, vorzugsweise Isopropanol, enthalt. Hierdurch wird die Handhabung der Mischung verbessert(Her- 
absetzung der Viskositat), ohne daB es zu einer vorzeitigen Alkoholyse der Si-H-Bindungen kommt. Die niederen 
Alkohole enthatlen 1 bis 4 C-Atome. 

SchlieBlich ist nach der Erfindung vorgesehen, daft die Mischung ein Losungsmittel enthalt, das aus mindestens 
einem unpolaren, flussigen Kohlenwasserstoff und/oder mindestens einem Ester besteht. Durch das Hinzufugen des 
Losungsmittels wird das Aufbringen dunner Schichten aut einem Substrat begunstigt. Die verdunnte, losungsmittel- 
haltige, erfindungs- gemaBe Mischung ist wahrend einer mehrmonatigen Lagerung bei Raumtemperatur vollkommen 
stabil. Sie kann nach bekannten Methoden zum Aufbringen dunner Schichten eingesetzt werden (z.B. Aufspruhen, 
Tauchen). Vor dem Aufbringen der in einem Losungsmittel gelosten Mischung muB die Oberflache des Substrats ge- 
saubert werden. 

Als Losungsmittel sind insbesondere Methyl-, Ethyl- oder Butylacetat, n-Heptan, Isooktan, Cyclohexan, Pentan, 
Toluol und Xylol sowie Mischungen dieser Stoffe geeignet, da sie sich gegenuber den eigentlichen Reaktbnspartnern 
inert verhalten. 

Nach der Erfindung ist es besonders vorteilhaft, wenn die Mischung auf 1 Gewichtsteil 5 bis 60 Gewichtsteile des 
Losungsmittels enthalt. In dieser Verdunnung konnen aus der Mischung dunne Schichten durch Aufstreichen oder 
Tauchen auf dem Substrat erzeugt werden. Nach der Erfindung ist es ferner besonders vorteilhaft, wenn die Mischung 
auf 1 Gewichtsteil 90 bis 1 00 Gewichtsteile des Losungsmittels enthalt. In dieser Verdunnung konnen aus der Mischung 
dunne Schichten durch Aufspruhen auf dem Substrat erzeugt werden. 

Bei der Herstellung und Verarbeitung der Mischung laufen folgende Reakttonen ab. Wahrend des Mischens der 
Komponenten A, B und C kommt es durch die Wirkung der Komponente C insbesondere zur Aufspaltung der cyclischen 
Polysiloxane und daneben in geringem Umfang zu einer Hydrolyse von Si-H-Bindungen der Polysiloxane unter Bildung 
von Si-OH-Gruppen. Die Hydrolyse wird von dem Wasser bewirkt, das in der Mischapparatur bzw. in den Chemikalien 
in Spuren vorhanden ist. Nach dem Verdunnen der Mischung mit dem Losungsmittel und dem Auftragen der verdunnten 
Mischung auf das Substrat verdampft das Losungsmittel und gleichzeitig erfolgt die Bildung eines Harzes aus den 
Komponenten A und B, das mit fortschrertender Polymerisation und Vernetzung der Komponenten aushartet und au- 
Berdem auf dem Substrat durch Bildung von Si-O-Si-Bindungen verankert wird. Unter dem EinfluB der Komponente 
C werden Si-H-Bindungen der Komponente A durch das in der Atmosphare befindliche und auf dem Substrat ober- 
flachlich adsorbierte bzw. gebundene Wasser unter Bildung von Wasserstoff und Si-OH-Gruppen hydrolysiert, die 
ihrerseits unter dem EinfluB der Komponente C mit den f unktbnellen Alkoxy- oder Ch^COO-Resten der Komponente 
B unter Bildung von Alkoholen oder Essigsaure reagieren, wobei die Komponenten A und B Qber Si-O-Si-Bindungen 
mrteinander verknupft und in der Flache sowie raumlich miteinander vemetzt werden. Es ist nicht erforderlich, daB 
dem Reaktionssystem zusatzlich Wasser zugefuhrt wird, da das in der Atmosphare und an der Substratoberflache 
vorhandene Wasser fur eine hinreichende Hydrolyse von Si-H-Bindungen ausreicht. Die Ausbildung von Si-O-Si-Bin- 
dungen zwischen dem Harz und dem Substrat erfolgt unter dem EinfluB der Komponente C durch Kondensation zwi- 
schen hydrolysierten Si-H-Bindungen und den Si-OH-Gruppen des Substrats unter Bildung von Wasser, das fur die 
Hydrolyse zur Verfugung stent. Die Komponente C, die gebildeten Alkohole sowie die gebildete Essigsaure und nicht 
in das Harz erngebundene Reaktionspartner sowie Nebenprodukte konnen nach Trocknung und Aushartung des Har- 
zes mit Wasser, dem ggfs. ein Netzmittel und/oder ein Alkalihydroxid zugesetzt wird, von der Schicht abgespult werden. 
Der Gegenstand der Erfindung wird nachfolgend anhand von Beispielen naher erlautert. 

Beispiel 1 

Eine Mischung aus 200 g Wasserstoff-Methylpolysiloxan mit einer Molmasse von 2000, 150 g Phenyltrimethoxy- 
silan, 50 g Dimethyldiethoxysilan und 200 g Oktyltriethoxysilan wird mit 52 g Trichloressigsaure vermischt. Die Mi- 
schung wird unter standigem Ruhren auf 60 bis 65°C erhitzt und ca. 15 Minuten bei dieser Temperatur gehalten. Das 
Erhitzen erfolgt unter Verwendung eines RuckfluBkuhlers, an dem fluchtige Bestandteile kondensieren. Nach Abkuh- 
lung der Mischung auf ca. 30°C werden nacheinander 50 ml Isopropanol und 500 ml Heptan zugesetzt. Diese Losung 
wird danach mit Heptan oder Cyclohexan verdunnt, bis sie eine Trockensubstanz-Konzent ration von 4 bis 8 Gew% 
hat. Die Losung wird auf eine Glasplatte aufgespruht. Nach Verdampfen des Losungsmittels befindet sich auf der 
Glasplatte ein dunner Film, der aus einem ausgeharteten Harz besteht, hydrophob ist und auf der Glasplatte f est haftet. 

Beispiel 2 

In einem Reaktor befinden sich 60 g eines Polysiloxans mit einer Molmasse von 950, das aus Wasserstoffmethyl- 
siloxan- und Dimethylsiloxan-Einheiten besteht. Dieses copolymere Polysiloxan wird mrt 60 g eines zweiten copoly- 
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meren Polysiloxans gemischt, das aus Wasserstoffmethylsiloxan- und Methyloktylsiloxan-Einheiten besteht und eine 
Molmasse von 4250 hat. AnschlieGend werden 25 g Diphenyldimethoxysilan und 180 g Oktyltrimethoxysilan zugefugt. 
Danach werden 15 g Chlorsulfonsaure zugesetzt. Die Mischung wird unter Ruhren bei 20 bis 25°C hergestellt und 
unter standigem Ruhren auf 40°C ertiitzt. Die beim Erhitzen freiwerdenden fluchtigen Bestandteile werden aus dem 
Reaktor abgefuhrt. Nach Abkuhlung der Mischung auf ca. 30°C werden nacheinander 50 ml Isopropanol und 500 ml 
Heptan zugesetzt. Danach erfolgt eine weitere Verdunnung mit Heptan Oder Cyclohexan bis zu einer Trockensubstanz- 
Konzentration von 4 bis 8 Gew%. 

Eine Glasplatte wurde mit der verdunnten Losung bespruht und es bildete sich ein abriebf ester, hydrophober Film 
eines Harzes. Die Mischung, die lediglich 50 ml Isopropanol und 500 ml Heptan enthielt, wurde auf eine Glasplatte 
aufgestrichen. Auch der so hergestellte Film hatte auf der Glasplatte eine gute Haftfestigkeit. 

Beispiel 3 

200 g Wasserstoffmethylpolysiloxan mit einer Molmasse von 2000 wurden mit 300 g Phenyftrimethoxysilan, 30 g 
Dimethyldiethoxysilan und 25 g Diphenyldimethoxysilan und 200 g Oktyltrimethoxysilan vermischt. AnschlieGend wur- 
den 56 gTrichloressigsaure zugesetzt. Diese Mischung wurde unter standigem Ruhren auf 50°C erhitzt und 10 Minuten 
bei dieser Temperatur gehalten. Fluchtige Bestandteile wurden an einem RuckfluGkuhler kondensiert. Nach Abkuhlung 
der Mischung auf 30°C wurden nacheinander 50 ml Isopropanol und 500 ml Heptan zugesetzt. AnschlieGend wurde 
die Mischung mit Heptan oder Cyclohexan bis zu einer Trockensubstanz-Konzentration von 4 bis 8 Gew% verdunnt. 

Die Mischung, die lediglich 50 mi Isopropanol und 500 ml Heptan enthielt, wurde auf eine Glasplatte aufgestrichen. 
Es bildete sich ein Film, der nach Trocknung eine gute Haftfestigkeit hatte und hydrophob war. Die Mischung, die eine 
Trockensubstanz-Konzentration von 4 bis 8 Gew% hatte, wurde auf eine Glasplatte aufgespruht. Nach Trocknung 
resultierte ein ausgeharteter, hydrophober Film, der eine sehr gute Haftfestigkeit aufwies. 

Beispiel 4 

20 g Wasserstoffmethylpolysiloxan mit einer Molmasse von 2000 und 80 g eines Cyclopentasiloxans, das aus 5 
Dimethylsiloxan-Einheiten besteht und eine Molmasse von 300 hat, wurden mit 100 g Phenyltriacetoxysilan und 200 
g Oktyltrimethoxysilan gemischt. AnschlieGend wurden 30 g Trichloressigsaure zugesetzt. Die Mischung wurde unter 
standigem Ruhren auf 65°C erhitzt und 10 Minuten bei dieser Temperatur gehalten. Beim Erhitzen freiwerdende fluch- 
tige Bestandteile wurden mittels eines RuckfluBkuhlers kondensiert. Nach AbkOhlung der Mischung auf 35°C wurden 
nacheinander 20 g 1-1-3-3-Tetram ethyl- 1-3-Diethoxysiloxan, 20 ml Isopropanol und 500 ml Heptan zugesetzt. An- 
schlieGend erf olgte eine weitere Verdunnung der Mischung mit Heptan oder Cyclohexan biszu einer Trockensubstanz- 
Konzentration von 4 bis 8 Gew%. Sowohl die Mischung, die 20 ml Isopropanol und 500 ml Heptan enthielt, als auch 
die Mischung, die eine Trockensubstanz-Konzentration von 4 bis 8 Gew% hatte, konnten durch Aufstreichen bzw. 
Aufspruhen auf eine Glasplatte aufgebracht werden, wobei nach Trocknung ein Film resultierte, der eine gute Haftfe- 
stigkeit auf der Glasplatte hatte, hydrophob war und sich auch nach mehrmaliger Behandlung mit einem alkalischen 
Reiniger nicht veranderte. 

Bei Verwendung von Heptan und Cyclohexan als Losungsmittel ergaben sich in jedem Fall fur die Oberflachen- 
beschichtung gleiche Eigenschaften. 

Die Trockensubstanz-Konzentration der verdOnnten Losungen wurde durch Verdampfen des Ldsungsmittels bei 
100°C bis zur Gewichtskonstanz des Ruckstandes ermittelt. 



Patentanspruche 

1. Mischung zum Behandeln von Substraten, welche Siliciumverbindungen enthalten, insbesondere von Glas oder 
Keramik, die aus folgenden Komponenten besteht: 

a) aus der Komponente A, die von mindestens einem Polysiloxan gebildet wird, das Si-H-Bindungen enthalt 
und die allgemeine Formel 



F I = R — 



R 

Si -0- 
R 



- SiR. 
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oder 



F II = J— 



R 

Si — 0- 
J? 



hat, wobei Rein Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen und/oder ein nicht substituierter oder substituierter Phenylrest 
ist, wobei die Reste R teilweise durch Wasserstoff ersetzt sind und wobei n in der Form el F I eine Zahl von 2 
bis 50 sowie in der Forme I F II eine Zahl von 4 bis 50 ist, 

b) aus der Komponente B, die von mindestens einem bi-, tri- oder tetrafunktionellen Silan gebildet wird, das 
die allgemeine Formel 

Fm = R' z Si n\ z 

hat, wobei R' ein nicht substituierter oder substituierter Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen, ein Cycloalkylrest mit 
5 bis 6 C-Atomen, ein nicht substituierter oder substituierter Phenylrest und/oder ein Vinylrest ist, wobei R" 
ein Alkoxy- oder ein CH 3 COO-Rest ist sowie als funktioneller Rest wirkt, wobei der Alkyfteil des Alkoxyrestes 
1 bis 12 C-Atome hat und wobei z eine Zahl von 0 bis 2 ist und 

c) aus der Komponente C, die von mindestens einer starken, wasserf reten organischen oder anorganischen 
Sau re gebildet wird. 

Mischung nach Anspruch 1 , die als bif unktionelles Silan ein Dialkyldialkoxysilan, ein Dicycloalkyldialkoxysilan, ein 
Diphenyldialkoxysilan, ein Dialkyldiacetoxysilan, ein Dicycloalkyldiacetoxysilan, ein Diphenyldiacetoxysilan, ein 
Vinylmethyldialkoxysilan oder ein Vinylmethyldiacetoxysilan enthalt. 

Mischung nach Anspruch 2, bei der ein Teil des bifunktionellen Silans durch ein Disiloxan ersetzt ist, das die 
allgemeine Formel 



R 111 R x " 
F IV = R xv - Si - O - Si — R 3 



hat, wobei R m ein Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen ist, wobei R ,v ein Alkoxyrest ist und wobei der Alkylteil des 
Alkoxyrestes 1 bis 12 C-Atome hat. 

Mischung nach Anspruch 1, die als trif unktionelles Silan ein Monoalkyltrialkoxysilan, ein Monocycloalkyltrialkoxy- 
silan, ein Monophenyltrialkoxysilan, ein Monoalkyltriacetoxysilan, ein Monocycloalkyltriacetoxysilan, ein Monophe- 
nyltriacetoxysilan, ein Vinyltrialkoxysilan, ein Vinyltriacetoxysilan oder ein Fluoralkyltrialkoxysilan enthalt. 

Mischung nach Anspruch 1, die als tetraf unktionelles Silan einen Kieselsaureester der allgemeinen Formel 



FV=Si (OR v ) 4 
enthalt, wobei R v ein Alkylrest mit 1 bis 12 C-Atomen ist. 

Mischung nach Anspruch 1, die als Polysiloxan ein lineares Polysiloxan mit einer Molmasse von 350 bis 15000 
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enthalt. 
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7. Mischung nach Anspruch 1 , die als Saure Chlorsulfonsaure, Benzolsulfonsaure, p-Toluolsulfonsaure Oder Trich- 
loressigsaure enthalt. 

8. Mischung nach Anspruch 7, die 5 bis 7 Gew% Chlorsulfonsaure oder 10 bis 12 Gew% Trichloressigsaure enthalt. 

9. Mischung nach Anspruch 1 , die ein Silan mit einem oder mehreren Vinylresten und FeCI 3 , ZnCI^ PtCle oder SnCI 4 
in einer Menge von 0,0005 bis 0,01 Gew% enthalt. 

10. Mischung nach den Anspruchen 1 bis 9, die 2 bis 4 Gew% eines niederen Alkohols, vorzugsweise Isopropanol 
enthalt. 



15 



11. Mischung nach den Anspruchen 1 bis 10, die ein Losungsmittel enthalt, das aus mindestens einem unpolaren, 
fiussigen Kohlenwasserstoff und/oder aus mindestens einem Ester besteht. 



12. Mischung nach Anspruch 1 1 , die als Losungsmittel Methyl-, Ethyl- oder Butylacetat, n-Hexan, n-Heptan, Iscoktan, 
Cyclohexan, Pentan, Toluol oder Xylol oder Gemische dieser Stoffe enthalt. 

20 13. Mischung nach Anspruch 11 und 12, die auf 1 Gewichtsteil 5 bis 60 Gewichtsteile des Losungsmittels enthalt. 

14. Mischung nach den Anspruchen 11 und 12, die auf 1 Gewichtsteil 90 bis 100 Gewichtsteile des Losungsmittels 
enthalt. 



25 



30 



Claims 

1 . A mixture for treating substrates which contain silicon compounds, in particular glass or ceramics, which consists 
of the following components: 

a) of the component A, which is formed by at least one polysiloxane which contains Si-H bonds and has the 
general formula 



35 



F I = R - 



[ 



R 

Si— 0- 
R 



- SiR a 



40 



or 



45 



F II = ** — 



r r 

Si — 0- 
R 



so 



wherein R is an alkyl radical with 1 to 1 2 C atoms and/or an unsubstituted or substituted phenyl radical, the 
radicals R are partially replaced by hydrogen and n in formula F I is a number from 2 to 50 and in formula F 
II is a number from 4 to 50, 



55 



b) of the component B, which is formed by at least one bi-, tri- or tetrafunctional si lane which has the general 
formula 



Fill = R' Si R" 

2 4~Z 
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wherein R' is an unsubstituted or substituted alkyl radical with 1 to 12 C atoms, a cycloalkyl radical with 5 to 
6 C atoms, an unsubstituted or substituted phenyl radical and/or a vinyl radical, FT is an alkoxy or a CH 3 COO 
radical and acts as a functional group, the alkyl portion of the alkoxy radical having 1 to 12 C atoms and z 
being a number from 0 to 2, and 

c) of the component C, which is formed by at least one strong, anhydrous organic or inorganic acid. 

2. A mixture according to Claim 1, which contains as bifunctional silane a dialkyl dialkoxysilane, a dicycloalkyl di- 
alkoxysilane, a diphenyl dialkoxysilane, a dialkyl diacetoxysilane, a dicycloalkyl diacetoxysilane, a diphenyl diac- 
etoxysilane, a vinylmethyl dialkoxysilane or a vinylmethyl diacetoxysilane. 

3. A mixture according to Claim 2, in which a portion of the bifunctional silane is replaced by a disiloxane which has 
the general formula 



R xxx It" 1 

F IV = R xv - si — o — si — R xv 



wherein R'" is an alkyl radical with 1 to 12 C atoms, R IV is an alkoxy radical and the alkyl portion of the alkoxy 
radical has 1 to 12 C atoms. 

4. A mixture according to Claim 1 , which contains as trif unctional silane a monoalkyl trialkoxysilane, a monocycloalkyl 
trialkoxysilane, a monophenyl trialkoxysilane, a monoalkyl triacetoxysilane, a monocycloalkyl triacetoxysilane, a 
monophenyl triacetoxysilane, a vinyl trialkoxysilane, a vinyl triacetoxysilane or a fluoroalkyl trialkoxysilane. 

5. A mixture according to Claim 1 , which contains as tetraf unctional silane a silicic acid ester of the general formula 

FV-Si (OR V ) 4 
.wherein R v is an alkyl radical with 1 to 12 C atoms. 

6. A mixture according to Claim 1 , which contains as polysiloxane a linear polysiloxane with a molar mass of 350 to 
15,000. 

7. A mixture according to Claim 1 , which contains as acid chlorosulphonic acid, benzenes ulphonic acid, p-toluenesul- 
phonic acid or trichloroacetic acid. 

8. A mixture according to Claim 7, which contains 5 to 7% by weight chlorosulphonic acid or 10 to 12% by weight 
trichloroacetic acid. 

9. A mixture according to Claim 1 , which contains a silane with one or more vinyl radicals and FeC^, ZnC^, F1CI 6 or 
SnCI 4 in a quantity of 0.0005 to 0.01% by weight. 

10. A mixture according to Claims 1 to 9, which contains 2 to 4% by weight of a lower alcohol, preferably isopropanol. 

11. A mixture according to Claims 1 to 10, which contains a solvent which consists of at least one nonpolar, liquid 
hydrocarbon and/or of at least one ester. 

12. A mixture according to Claim 11, which contains as solvent methyl, ethyl or butyl acetate, n-hexane, n-heptane, 
isooctane, cyclohexane, pentane, toluene or xylene or mixtures of these substances. 

13. A mixture according to Claims 1 1 and 1 2, which contains 5 to 60 parts by weight of the solvent for 1 part by weight. 
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14. A mixture according to Claims 11 and 1 2, which contains 90 to 100 parts by weight of the solvent for 1 part by weight. 



Revendications 

1. Melange pour le traitement de substrats qui contiennent des composes de silicium, en particulier en verre ou en 
ceramique, qui est const itue par les composants ci-apres: 

a) par le composant A qui est forme par au moins un polys iloxane qui contient des liaisons Si-H et qui repond 
aux formules generates 



dans lesquelles R represente un radical alkyle contenant de 1 a 1 2 atomes de carbone et/ou un radical phenyle 
non substitue ou substitue, les radicaux R ayant ete remplaces en partie par un radical hydrogene, et n dans 
la formule F I rep repentant un nombre de 2 a 50 et, dans la formule F II, un nombre de 4 a 50, 

b) par le composant B qui est forme par au moins un siiane bi-, tri- ou tetrafonctionnel qui repond a la formule 



dans laquelle R' represente un radical alkyle non substitue ou substitue contenant de 1 a 12 atomes de car- 
bone, un radical cycloalkyle contenant de 5 a 6 atomes de carbone, un radical phenyle non substitue ou 
substitue\ et/ou un radical vinyle, R B representant un radical alcoxy ou un radical CH 3 COO et faisant office de 
radical fonctionnel, la fraction alkyle du radical alcoxy contenant de 1 a 12 atomes de carbone, et z representant 
un nombre de 0 a 2, et 

c) par le composant C qui est forme par au moins un acide fort organ tque ou inorganique anhydre. 

2. Melange selon la revendication 1 , qui contient, a tit re de siiane bifonctionnel, un dialkyldialcoxysilane, un dicy- 
cloalkyldialcoxysilane, un diphenyldialcoxysilane, un dialkyldiacetoxysilane, un dicycloalkyldiacetoxysilane, un di- 
phenyldiacetoxysilane, un vinylmethyldialcoxysilane ou un vinylmethyldiacetoxysilane. 

3. Melange selon la revendication 2, dans lequel une partie du siiane bifonctionnel a ete remplacee par un disiloxane 
qui repond a la formule gene rale: 



F I — R 




ou 




generate: 



F III = R' 2 Si R", 



4-z 
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R*" R xxx 
F IV a R* v - Si - O - Si - R xv 

dans laquelle R IH repr^sente un radical alkyle contenant de 1 a 12 atomes de carbone, R ,v represente un radical 
alcoxy, et la fraction alkyle du radical alcoxy contient de 1 a 12 atomes de carbone. 

4. Melange selon la revendication 1 , qui contient, a titre de silane trifonctionnel, un monoalkyltrialcoxysilane, un 
monocycloalkyltrialcoxysilane, un monophenyltrialcoxysilane, un monoalkyltriacetoxysilane, un monocycloalkyl- 
triacetoxysilane, un monoph6nyltriacetoxysilane, un vinyltrialcoxysilane, un vinyltriacdtoxysilane ou un fluoralkyl- 
trialcoxysilane. 

5. Melange selon la revendication 1 , qui contient, a titre de silane tetrafonctionnel, un ester silicique repondant a la 
formule g6n6rale: 

FV = Si(OR V ) 4 

dans laquelle R v represente un radical alkyle contenant de 1 a 12 atomes de carbone. 

6. Melange selon la revendication 1 , qui contient, a titre de polysiloxane, un polysiloxane lineaire possedant une 
masse molaire de 350 a 15.000. 

7. Melange selon la revendication 1 , qui contient, a titre d'acide, de I'acide chlorosulfonique, de I'acide benzenesul- 
fonique, I'acide p-toluenesulfonique ou de I'acide trichloracetique. 

8. Melange selon la revendication 7, qui contient, a concurrence de 5 a 7% en poids, de I'acide chlorosulfonique ou, 
a concurrence de 10 a 12% en poids, de I'acide trichloracetique. 

9. Melange selon la revendication 1 , qui contient un silane contenant un ou plusieurs radicaux vinyle et FeCLj, ZnCI 2 , 
PtCI 6 ou SnCI 4 en une quantrte de 0,0005 a 0,01 % en poids. 

10. Melange selon I'une quelconque des revendications 1 a 9, qui contient, a concurrence de 2 a 4% en poids, un 
alcool inferieur, de preference I'isopropanol. 

11. Melange selon I'une quelconque des revendications 1 a 10, qui contient un solvant qui est constitue par au moins 
un hydrocarbure liquide apolaire et/ou par au moins un ester. 

1 2. Melange selon la revendication 1 1 , qui contient, a titre de solvant, I'acetate de methyle, I'acetate d'6thyle ou I'acetate 
de butyle, le n-hexane, le n-heptane, I'isooctane, le cyclohexane, le pentane, le toluene ou le xylene ou encore 
des melanges de ces substances. 

13. Melange selon les revendications 11 et 12, qui contient, pour 1 partie en poids, de 5 a 60 parties en poids du solvant. 

14. Melange selon les revendications 11 et 12, qui contient, pour 1 partie en poids, de 90 a 100 parties en poids du 
solvant. 
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